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[緒言] リチウムイオン二次電池において安全性や高容量を確保するため、固体電解質を用

いた全固体型電池が注目されている。その全固体型電池の大きな課題のひとつとして、電

極と電解質界面の高い界面抵抗が挙げられる[1]。我々は、その界面抵抗の起源を探ること、

および、その低減方法の確立を狙い、エピタキシャル薄膜とアモルファス Li3PO4-xNx固体電

界質(以降、 LiPON)の界面に着目している。本研究では、RFマグネトロンスパッタリング

法を用いて LiPON薄膜の作製条件を検討したので報告する。 

[実験] RFマグネトロンスパッタリング法により Au電極上に LiPON(膜厚: ~2 m)を室温で

堆積した。ターゲットとして Li3PO4(2インチ)を用い、窒素をスパッタガスとした。出力(150

～250 W)と、窒素分圧(1.0×10
-1
～2.0 Pa)をパラメータとして成膜条件の検討を行った。その

薄膜上に Au電極を蒸着することにより、縦型の素子構造を作製した。イオン伝導率の測定

と活性化エネルギーを算出した。 

[結果・考察] 高イオン伝導性という観点から成膜条件を検討した結果、窒素分圧 0.5 Pa、出

力 200 Wにおいて、質の良い薄膜を得ることができた。光電子分光からも Nの含有を確認

し、成膜レートは 2.3 nm / min程度であ

った。この薄膜の電気伝導性を評価し

た結果、イオン伝導率: 4×10
-6

 Scm
-1お

よび活性化エネルギー: 0.50 eVを有す

る薄膜を得た。これらの値は既報のイ

オン伝導率に近い[2]。今後、電極/電解

質界面研究に応用していく予定である。 
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図: LiPON薄膜試料の電気伝導率の温度依存性 
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